










氏名・(本籍) 名 手 か和ず 男
学位の種類 工 ずA込Z与与 博 土
学位記番号 第 7 9 3 3 τE王ヨ
学位授与の日付 昭和 62 年 12 月 24 日












序論では， VL S 1 等の微細加工におけるレジスト材料の重要性を含め，本研究の目的を述べている。
第 1 章では，主鎖に芳香環と Si-Si結合を有するポリ (p -ジシラニレンフェニレン)の合成とその
フォトレジストとしての特性について述べ，上記ポリマーがO 2 R 1 E耐性に優れたポジ形Deep U V 

































(1)主鎖に芳香環と Si-Si結合を有する新規ポリマー，ポリ (p -ジシラニレンフェニレン)の合成に












(3) ポリ (p -置換フェニルイソプロペニルケトンーcoーメタクリル酸メチル)をラジカル重合により
合成し，これらが250---350nm領域で、感光するポジ型フォトレジストとなり，既存ポジ形フェトレジス
トに比べ，高感度であることを明らかにしているO
(4) 紫外線硬化形樹脂の接着特性に及ぼす樹脂組成等の影響を検討し樹脂組成と接着性との関係を硬
化樹脂中に発生する内部応力の面から考察しており，特に，水酸基を有するモノマーなどを含む紫外線
硬化形樹脂が吸水後の接着性に優れていることを明らかにしている O
以上のように，本論文は，光や放射線に対して感応性を有する新しい有機機能性高分子材料の開発と，
それらのリソグラフィー材料への応用技術を示しており，有機高分子材料化学の分野に貢献するところ
が大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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